CEITEC — UMA ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO
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Resumo

O CEITEC - Centro de Exceléncia em Tecnologia &heta Avancada — € o principal
instrumento de criagdo de uma politica de desemashto da industria eletro eletrdnica no
Brasil. Essa evolucdo passa pelo desenvolvimento pagpriedade intelectual e pelo
conhecimento do processo de producédo dos cirdategrados CI's.
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Abstract

The CEITEC — Advanced Electronics Technology Exuete Center — is the main
instrument for the criation of a politics of devehent of an electro-electronics industry in
Brazil. This evolution goes trough the developmehtintelectual property and trough the
knowledge of the production process for integratecliits.
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1 Introducéao

No final da década de 90, as grandes fabricas d@csedutores iniciaram suas
estratégias de implantacdo fora da Europa e Estddm®s. No mesmo periodo, paises como
China, india e Brasil recebiam pequenos investioeatm o embrido para a construgéo do
ecossistema necessario ao desenvolvimento dethistiias. No Brasil, implantou-se o CEITEC
— Centro de Exceléncia em Tecnologia Eletronicandada — que consiste em ter no mesmo
local, todas as etapas necessarias para o desemxoly e a fabricacdo de um circuito integrado,
0s “chips”. Por meio de pesquisa de mercado, verifica a lptidside de uso, projeta e fabrica
esses pequenos objetos, cérebro da grande maisreqdipamentos eletronicos utilizados no dia
a dia.

No ano de 2005, a balanca comercial brasileirasapteu, no setor de eletroeletrdnicos,
importacdes no valor de 15,13 bilhdes de reaisperéxcdes, de 7,77 bilhdes. Apesar do déficit
ser elevado (mais de sete bilhdes de reais, queadgm ao total das exportacdes brasileiras de
carne ou minérios), ha outro problema ainda mamossas exportacdes concentram-se, quase na
sua totalidade, em mao-de-obra e, nossas impogagéim propriedade intelectual. Para
desenvolver propriedade intelectual, € necessariodr recursos humanos e criar ecossistemas
para atracdo de atividades intensivas em micrdeliet.

! Engenheiro Eletricista — Ms em Engenharia — Dirt@sidente do CEITEC. E-mail: sdias@ceitec.org.br
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Figura 01: Balangca comercial do setor eletronic@rasil (ABINEE,2006)

Para resolver problemas semelhantes, os paiseg@mmmias chamadas “emergentes”,
como a India e a China, adotaram estratégias asisil que resultaram na captacio de
investimentos bilionarios das grandes fabricas eteicondutores. Os dois paises construiram
centros de design, prototipagem e fabricagdo desclgue promoveram o desenvolvimento de
infra-estrutura fisica e dos recursos humanos sagdes para a implantacdo de um complexo
industrial eletroeletrénico. Como consequéncia@ésdalho, a india recebe a instalagcio de uma
fabrica da Advanced Micro Devices - AMD no valor3leilhdes de dolares, e a China, além de
possuir fabricas dos maiores produtores mundigsoréou, em 2004, o total de 180 bilhdes de
dolares em bens de tecnologia, ultrapassando & Enidpeia, o Japdo e os Estados Unidos.

Enquanto China e india concluiam seus projetos raaop maximos de dezoito meses, 0
Brasil iniciou efetivamente sua implantacdo no Ifida 2003 com a liberacdo, por parte do
Ministério da Ciéncia e Tecnologia e através daHRNde recursos na ordem de oito milhdes de
reais. Como consequUéncia desse atraso, profissia@aarea acreditavam que o Brasil havia
perdido tempo e espaco, e que a idéia de micréalesr era para paises ja bem mais adiantados
que 0 NoSso.
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Figura 02: Exportacdes de bens de tecnologia



2. O Projeto do CEITEC

Mesmo que tardiamente, o Brasil resolveu adotaresnm estratégia, e o Governo
Federal, através do Ministério da Ciéncia e Tegyiale da Politica Industrial, Tecnologica e de
Comercio Exterior (PITCE) , estd construindo emtddklegre o Centro de Exceléncia em
Tecnologia Eletrénica Avancada — CEITEC, que, atealte, esta projetando circuitos integrados
para a industria. A partir de 2007, o CEITEC espantluzindo os primeiros “chips” comerciais
brasileiros (CEITEC, 2006).
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Figura 03: Projeto de implantagdo do CEITEC (CEITEQO6)

Em meados de 2005, o projeto de implantacdo do BEIDi revisado e atualizado para
permitir a utilizagdo de tecnologias mais modernasjperando o atraso inicial e dando inicio a
construcdo da primeira fabrica ‘tdips” da América Latina, orgcada em 148 milhdes de reais.

Atualmente, o CEITEC j& trabalha no desenvolvimatd seus negoécios, no projeto dos
primeiros circuitos integrados (Cls)hips”, comerciais e na montagem daquilo que sera a
estrutura de conhecimento para que o Brasil ted¥dap condicbes de reverter um quadro
negativo, gerador de um déficit de mais de trébt de dolares anuais.

2.1 Etapas de producao de um circuito integrado

As etapas de fabricacdo de um circuito integradpd@hsistem na producdo da matéria-
prima, que sao as laminas de silicio; no projetaesign do Cl ; na impressao deste design na
lamina de silicio e, finalmente, no corte e enclsanto do Cl. Dessas etapas, o CEITEC
desenvolve o design e a impressao na lamina dosili
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Figura 04: Etapas de fabricacdo de um circuitayiretgo (CEITEC, 2006)

O design é desenvolvido com apoio de estacdesaballio e com softwares especificos
para este tipo de projeto, e a fabricacdo é reina que chamamos de “salas limpas”.

2.2 Sala limpa e fundagdes

A sala limpa do CEITEC, local onde ser&o produzio®schips”, tera classe 100. E um
local 100 vezes mais limpo que um laboratorio faxéngico e 1000 vezes mais limpo que uma
sala de cirurgia (figura 05).
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Classe 100: Classe 10.000

Fluxo turbulento
Vel do ar: 0,3a 0,5 m/s
60-100 trocas/h

CEITE@
Figura 05: Classes de salas limpas (CEITEC, 2006)

A figura 06 mostra bem o problema de particulasppgem danificar a produc¢éo de um
Cl. O exemplo utilizado € um fio de cabelo com 5@rons depositado sobre uma lamina de
silicio, sendo que a tecnologia utilizada iniciatgeno CEITEC sera de 0,5 microns.

Fluxo laminar ou misto
Vel do ar: 0,3a0,5m/s
240 a 480 trocas/h
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Figura 06: Falhas no processo de fabricagdo ocasémpor particulas (CEITEC, 2006)

Com relacéo a vibragéo, a sala limpa deve ter stnatera superdimensionada para evitar
deslocamentos durante a impressdo do Cl que podeaétes0 camadas. No caso do CEITEC,
apesar de possuir apenas trés andares, suas faadag@o capacidade equivalente a um préedio
de trinta andares, potpualquer vibracdo, mesmo ndo percebida por uma@eswiabiliza o
processo de producdao.
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Figura 07: Camadas de um CI (CEITEC, 2006)

3 Consideracdes finais

O Centro concretiza a idéia de que o Brasil ndé astis dos grandes conglomerados
tecnoldgicos internacionais. Com politica de desktwmento bem estruturada e projetos



consistentes, nosso pais recupera o tempo perdal@rega no dominio de tecnologia. Hoje,
estamos repatriando profissionais. O CEITEC trazal@a ao Brasil profissionais formados em
nossas universidades e que, até entdo, por faltprajetos concretos, tiveram que buscar
oportunidades de trabalho no exterior. Nesta pranfibrica de semicondutores da América
Latina fabricaremos 0s componentes que irdo mudgreidil da industria brasileira de
eletroeletronicos e tornar o Brasil exportador dgpedade intelectual e ndo apenas de méo-de-
obra.
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